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一周解一惑系列     

真空镀膜设备国产化进程持续推进 
 

 2025 年 04 月 21 日 

 

➢ 本周关注：灿勤科技、华中数控 

➢ 真空镀膜是表面处理技术的一项分支，是指为了减少杂质的干扰，在高度真

空环境下，通过物理或化学手段，将金属、非金属或化合物材料（膜材）转换成

气态或等离子态，并沉积于玻璃、金属、陶瓷、塑料或有机材料等固体材质（简

称基材、基板或基片）表面形成薄膜的过程。利用真空镀膜技术镀制薄膜后，可

使材料表面获得新的复合性能并实现新型的工程应用，赋予材料表面新的机械功

能、装饰功能和声、电、光、磁及其转换等特殊功能（例如防辐射、增减透光、

导电或绝缘、导磁、抗氧化、耐磨 损耐高温耐腐蚀等），从而改善产品原有性能、

提高产品质量、延长产品寿命等。和传统镀膜方法（如电镀、化学镀膜）相比，

真空镀膜使用的镀膜材料种类更丰富、膜层厚度更易控制、附着力更强、适用范

围更广，在操作过程中更加节能、安全、环保。 

➢ 真空镀膜技术与传统的电镀、热浸镀技术相比较，主要有三大优势：一是不

影响被镀材料的质量，在加热镀膜材料时，不需要过高温度，因此不会出现被镀

材料在几何尺寸上发生变形或降低材质性能等现象；二是可以较大范围内自由选

择镀膜材料，更容易在组成和构造上对膜材进行控制；三是镀膜过程与电镀、热

浸镀技术相比，对周围环境影响更小。 

➢ 物理气相沉积法主要分为真空蒸发镀膜、真空溅射镀膜、真空离子镀膜。1）

蒸发镀膜：真空条件下，通过加热靶材使其气化，然后在真空环境中将气体分子

沉积到基片表面形成薄膜。根据加热方法不同，蒸发镀膜又分为热蒸发和电子束

蒸发。2）溅射镀膜：通过高能粒子轰击靶材，使材料原子脱离靶材表面并沉积

到基片上的技术。主要的溅射技术包括直流溅射、射频溅射和磁控溅射。3）离

子镀膜：真空条件下，通过等离子体电离技术离化镀料靶材，靶材分子部分电离。

基片外接高压负极。在深度负偏压下靶材分子向基片运动，沉积到基片表面形成

薄膜。 

➢ 受益于下游行业需求高景气，我国真空镀膜设备行业空间稳步增长。2018-

2022 年，我国真空镀膜设备行业空间由 356.32 亿元增长至 577.87 亿元，CAGR

为 12.85%。我国真空镀膜设备产业细分格局为包含了 PVD 镀膜设备、CVD 镀

膜设备、磁控溅射设备以及其他种类的真空铍膜设备这四大类别，2022 年我国

真空镀膜设备中磁控溅射设备、CVD 设备、PVD 镀膜设备占比分别为 55.42%、

36.59%、6.98%。竞争格局方面，高端真空镀膜设备市场主要被应用材料

（ Applied Materials Inc.）、爱发科（ULVAC）、德国莱宝（Leybold）等资金

实力雄厚、 技术水平领先、产业经验丰富的跨国公司所占领。我国的真空镀膜设

备制造业起步于 20 世纪 60 年代，主要应用领域局限于军工和小件装饰镀膜，

此后真空镀膜设备产品线的广度与深度一直在增加。目前，我国真空镀膜设备制

造业经过了几十年发展，形成了门类齐全、布局合理、品种丰富、真空镀膜技术

水平与镀膜工业发展基本适应的体系。真空镀膜设备制造行业的上下游相关行业

持续不断的发展壮大，更多企业将进入本行业参与竞争，行业竞争将日益激烈，

国产化进程有望持续推进。 

➢ 投资建议：建议关注真空镀膜设备相关企业：汇成真空，腾胜科技（未上市）。 

➢ 风险提示：1）技术路线发生变更的风险。2）市场竞争的风险。3）下游需

求不及预期的风险。 
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1 真空镀膜设备概况 

1.1 真空镀膜技术可分为两大类 

真空镀膜是表面处理技术的一项分支，是指为了减少杂质的干扰，在高度真空

环境下，通过物理或化学手段，将金属、非金属或化合物材料（膜材）转换成气态

或等离子态，并沉积于玻璃、金属、陶瓷、塑料或有机材料等固体材质（简称基材、

基板或基片）表面形成薄膜的过程。利用真空镀膜技术镀制薄膜后，可使材料表面

获得新的复合性能并实现新型的工程应用，赋予材料表面新的机械功能、装饰功能

和声、电、光、磁及其转换等特殊功能（例如防辐射、增减透光、导电或绝缘、导

磁、抗氧化、耐磨 损耐高温耐腐蚀等），从而改善产品原有性能、提高产品质量、

延长产品寿命等。和传统镀膜方法（如电镀、化学镀膜）相比，真空镀膜使用的镀

膜材料种类更丰富、膜层厚度更易控制、附着力更强、适用范围更广，在操作过程

中更加节能、安全、环保。  

真空镀膜技术与传统的电镀、热浸镀技术相比较，主要有三大优势：一是不影

响被镀材料的质量，在加热镀膜材料时，不需要过高温度，因此不会出现被镀材料

在几何尺寸上发生变形或降低材质性能等现象；二是可以较大范围内自由选择镀

膜材料，更容易在组成和构造上对膜材进行控制；三是镀膜过程与电镀、热浸镀技

术相比，对周围环境影响更小。  

真空镀膜技术主要分为两大类：物理气相沉积（PVD）技术和化学气相沉积

（CVD）技术。PVD 技术包括蒸发镀膜、溅射镀膜和离子镀等，而 CVD 技术则通

过化学反应在基材表面形成薄膜，常见的 CVD 技术包括低压 CVD（LPCVD）和

等离子增强 CVD（PECVD）。 

物理气相沉积法主要分为真空蒸发镀膜、真空溅射镀膜、真空离子镀膜。 

1）蒸发镀膜：真空条件下，通过加热靶材使其气化，然后在真空环境中将气

体分子沉积到基片表面形成薄膜。根据加热方法不同，蒸发镀膜又分为热蒸发和电

子束蒸发。 

2）溅射镀膜：通过高能粒子轰击靶材，使材料原子脱离靶材表面并沉积到基

片上的技术。主要的溅射技术包括直流溅射、射频溅射和磁控溅射。直流溅射：利

用直流电场使等离子体轰击靶材，适用于导电材料，但不适用于绝缘材料。直流溅

射成本低，但效率相对较低。射频溅射：通过高频电场激发等离子体轰击靶材，可

用于导电材料和绝缘材料。射频溅射具有良好的薄膜均匀性和附着力，适合高质量

光学薄膜制备。磁控溅射：在靶材附近加装磁场，用以约束电子运动，增加等离子

体密度，提高沉积速率。磁控溅射常用于多层薄膜的精细制备，如在高反射镜和滤

光膜中的应用。 

3）离子镀膜：真空条件下，通过等离子体电离技术离化镀料靶材，靶材分子
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部分电离。基片外接高压负极。在深度负偏压下靶材分子向基片运动，沉积到基片

表面形成薄膜。 

表1：物理气相沉积技术对比 

 蒸发镀膜 溅射镀膜 离子镀膜 

设备原理示意图 

   

优势 
设备简单，易于操作。成膜速率快，效

率高。 

大面积均匀性好，膜层密度、纯度较高，

针孔少，膜厚可控性强，工艺重复性好。

可镀覆材料广泛。 

薄膜损伤小，镀层附着力强，绕度性好，

能在形状复杂的零件表面镀膜。沉积速

率高，成膜速度快。 

劣势 
真空度要求高，薄膜附着力较弱，工艺

重复性一般，容器内壁易受污染 

荷能粒子能量高，轰击力度大，造成薄

膜损伤。设备结构复杂，靶材利用率低。 

设备成本高。膜厚精确控制难，膜与集

体间存在较宽过渡界面。较易形成空穴

和空核。基板必须是导电材料。 

适用场景 

对生产速度、设备成本要求高，但不太

追求膜密度、附着力、基板面积的场景。

靶材蒸发温度通常低于 2000℃，沸点

太高不适合蒸镀。靶材化学性质稳定，

受热不易分解。 

对薄膜面积、平整度、纯度、附着力要

求高，注重工艺重复性，但不太追求靶

材利用率的场景。 

对膜密度、附着力、晶粒大小要求高，

待镀器件表面复杂（存在凹槽、窄缝或

内孔），能承受较高设备成本的场景。 

工艺难点 
蒸发源的加热性能、对蒸发速率的控制

能力对薄膜厚度、均匀度影响大。 

对基底造成损伤。靶材利用率低。难以

处理多材料组分精密可控溅射。 

电弧离子镀的可镀区域相对较小；磁控

溅射离子镀的偏流密度有待提高。 

资料来源：阿石创招股说明书，奥来德招股说明书，振华科技官网，民生证券研究院整理 

 

化学气相沉积(CVD)是一种基于化学反应的薄膜沉积技术，通过化学反应将

气态材料转化为固态薄膜。常见的 CVD 技术包括低压 CVD(LPCVD)和等离子增强

CVD(PECVD)。 

1）低压 CVD(LPCVD)：在低压下进行的化学气相沉积，适合制备均匀且致密

的薄膜。LPCVD 常用于沉积氧化硅和氮化硅薄膜，在光学滤光片和波片膜中有广

泛应用。 
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2）等离子增强 CVD(PECVD)：通过等离子体激发反应气体，使其在较低温度

下沉积到基片上。PECVD 工艺在较低温度下可实现高质量膜层的制备，适合制备

在热敏基片上的薄膜，如显示屏中的光学膜层。CVD 技术在光学镀膜中主要用于

制备介质膜，尤其是高质量的抗反射和波片薄膜。 

1.2 行业空间及竞争格局 

受益于下游行业需求高景气，我国真空镀膜设备行业空间稳步增长。2018-

2022 年，我国真空镀膜设备行业空间由 356.32 亿元增长至 577.87 亿元，CAGR

为 12.85%。 

图1：我国真空镀膜设备市场空间 

 
资料来源：智研瞻，民生证券研究院 

我国真空镀膜设备产业细分格局为包含了 PVD 镀膜设备、CVD 镀膜设备、磁

控溅射设备以及其他种类的真空铍膜设备这四大类别，2022 年我国真空镀膜设备

中磁控溅射设备、CVD设备、PVD镀膜设备占比分别为55.42%、36.59%、6.98%。 

图2：2022 年我国真空镀膜设备市场结构 

 

资料来源：智研瞻，民生证券研究院 
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竞争格局方面，高端真空镀膜设备市场主要被应用材料（ Applied Materials 

Inc.）、爱发科（ULVAC）、德国莱宝（Leybold）等资金实力雄厚、 技术水平领先、

产业经验丰富的跨国公司所占领。我国的真空镀膜设备制造业起步于 20 世纪 60 

年代，主要应用领域局限于军工和小件装饰镀膜，此后真空镀膜设备产品线的广度

与深度一直在增加。目前，我国真空镀膜设备制造业经过了几十年发展，形成了门

类齐全、布局合理、品种丰富、真空镀膜技术水平与镀膜工业发展基本适应的体系。

真空镀膜设备制造行业的上下游相关行业持续不断的发展壮大，更多企业将进入

本行业参与竞争，行业竞争将日益激烈，国产化进程有望持续推进。 

表2：国内外部分真空镀膜设备厂商 

公司名称 设备类型 应用场景 相关业务 

应用材料 真空镀膜设备 半导体、显示器 
主要向半导体、显示器及相关行业提供制造设备、服务和软件，在半导体领域的主要产

品为芯片制造领域的各种制造设备。 

日本光驰株式

会社 
真空镀膜设备 

半导体、显示

器、光通信 

主要从事光学薄膜设备及其相关零部件的制造和销售，产品广泛应用于 LED 显示、光

通信、半导体、消费电子等领域。 

德国莱宝 真空镀膜设备 
半导体、光伏、

医疗器械 

主要从事真空泵、真空系统、以及包括真空镀膜设备在内的真空应用设备的制造和销售，

该公司产品目前主要为光学、光伏、半导体、医疗器械等。 

冯·阿登纳 真空镀膜设备 光伏、显示屏 
主要产品为玻璃、晶片、金属带和聚合物薄膜等材料上的真空镀膜开发和生产工业设备，

应用于太阳能热电站建筑玻璃，智能手机和触摸屏的显示屏等领域。 

爱发科 真空镀膜设备 
半导体、显示

器、光伏 

主要从事真空机械业务、真空应用等业务等立品主要应用在能源、环保、运输、医药、

食品、化工、生物工程等领域。 

晟成光电 
团簇型多腔式蒸镀

设备 
光伏 

晟成光伏的团簇型多腔式蒸镀设备，具备完全自主知识产权，设备整体配置上料腔、传

输腔及工艺腔，传输腔内配置有自主开发的真空机械手臂，用于实现各腔室间的基材传

输，工艺腔可蒸镀多样性的钙钛矿材料。目前 PVD 镀膜设备占钙钛矿整线的价值比例

大概在 50%左右。目前主要开发的设备还有真空干燥设备和前段的清洗设备。 
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捷佳伟创 
立式反应式等离子

体镀膜设备 
光伏 

捷佳伟创在获得某央企研究院的钙钛矿低温低损薄膜真空沉积设备订单，以及某国家科

学院的反应式等离子镀膜设备订单后，自主研发的钙钛矿共蒸法真空镀膜设备也顺利的

再次取得订单，公司成功中标了某全球头部光伏企业的钙钛矿电池蒸镀设备项目。 

欣奕华 
Inline 钙钛矿真空

镀膜机 
光伏 

合肥欣奕华研发钙钛矿太阳能电池生产的关键量产设备 Inline 钙钛矿真空镀膜机已交

付国内钙钛矿产业知名公司投入生产。 

奥来德 

线蒸镀源设备 

钙钛矿蒸镀设备 
光伏、显示器 

OLED 有机材料与应用部件龙头奥来德公告使用超募资金投资建设钙钛矿结构型太阳

能电池蒸镀设备的开发项目，投资额 2900 万元。 

泰科诺 真空镀膜设备 光通信、光伏 
主要研发设计生产蒸发镀膜机、磁控溅射镀膜机、多功能复合镀膜机、粉体镀膜设备、

高真空应用炉等设备。 

四盛科技 真空镀膜设备 
半导体、光学器

件 

从事复合集流体 PVD 镀膜设备研发、销售真空镀膜设备、光学镀膜设备、卷绕镀膜设

备、连续式磁控溅射镀膜设备、半导体 PVD 设备等真空应用解决方案的国家高新技术

企业。 

汇成真空 真空镀膜设备 半导体、光伏 

研发、生产和销售各类光学镀膜设备、功能性薄膜涂层设备、装饰涂层设备、卷绕镀膜

设备、汽车零部件镀膜设备、连续式磁控溅射镀膜生产线、超高真空系统等真空设备、

半导体设备、电子生产设备、光电设备、光伏设备、动力电池设备及产品相关配件的国

家高新技术企业。 

宏大真空 真空镀膜设备 
光伏、显示器、

建筑玻璃 

集研发、设计、生产、销售于一体的专业从事真空镀膜设备制造的企业，在国内高端真

空镀膜设备领域的市场占有主导地位。 

资料来源：各公司公告、年报、招股书，民生证券研究院整理 
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1.3 真空镀膜设备产业链 

从产业链的角度看，真空镀膜设备行业处于上游原材料和下游镀膜厂商及终

端应用之间。产业链上游主要是从事镀膜材料、溅射靶材及各类真空镀膜机配件的

研发、生产和销售的企业，如阿石创、爱发科等。产业链下游主要应用于物件的表

面处理，在五金、塑胶、卫浴等装饰膜产业以及消费电子、集成电路、半导体、太

阳能光伏、新能源、医疗器械、汽车、航空航天等领域均有广泛应用。产业上下游

具有一定的关联性，上游供应商根据客户需求，为真空镀膜设备供应商提供机械配

件、真空泵、电源、真空腔体等原材料。 

图3：真空镀膜设备产业链情况 

 

资料来源：汇成真空招股说明书，民生证券研究院 
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2 真空镀膜下游需求稳步增长 

2.1 消费电子行业受益于智能手机更新换代 

真空镀膜技术在消费电子行业有着广泛应用，如显示面板的生产过程中， 玻

璃基板要经过多次磁控溅射镀膜形成 ITO 玻璃，再经过镀膜覆盖，加工组装 用

于生产液晶显示器的显示面板。另外，消费电子产品中的金属结构件、摄像头、玻

璃应用等均需要真空镀膜工艺。 

2024 年度全球智能手机出货量为 12.33 亿部，较上年度增长 5.98%。从长

期来看，随着全球智能手机市场发展不断成熟，出货量有望维持在较高水平，随着 

5G 技术不断普及，5G 智能手机由 5G 旗舰和中高端机型加速向中、低端市场下

沉，全面推动中国智能手机的更新换代。 

图4：全球智能手机出货量 

 

资料来源：wind，民生证券研究院 

国内出货量方面，2023 年，中国智能手机累计出货量为 2.86 亿部，较上年

上升 5.65%，国内市场保持了增长趋势。 
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图5：中国智能手机出货量 

 

资料来源：wind，民生证券研究院 

2.2 集成电路及光电器件行业需求稳步增长 

集成电路是半导体的最重要组成部分，集成电路产业中晶圆制造是基础核心，

其与真空镀膜息息相关，集成电路薄膜材料制造广泛采用的工艺为 PVD 与 CVD。

集成电路中所使用的薄膜产品包括电极互连线膜、阻挡层薄膜、接触薄膜、光刻薄

膜、电容器电极膜、电阻薄膜等都要用到溅射镀膜工艺。近年来，中国集成电路行

业不断推出新政策，随着物联网、可穿戴设备、5G 等下游产业的进一步兴起，集

成电路行业迎来快速发展阶段。 2016-2024 年，我国集成电路产量由 1317.95 亿

块增长至 4514.2 亿块，CAGR 为 16.64%。 

图6：2016-2024 年中国集成电路产量 

 

资料来源：wind，民生证券研究院 

 

光学光电子元器件行业是以光电子技术为核心，与成像、传感、通信、人 工

智能等技术发展紧密相联。真空镀膜技术在光学镜头、光学传感器等部件的生产制
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造中均有广泛的应用。随着科技的进步，现代光学和光电子在技术和应用领域紧密

交叉、互相融合，应用日益广泛。目前光学光电子元器件的应用领域中，各类摄像

头模组、生物识别技术产 品、5G 通讯技术和设备的创新是未来光学光电子元器

件的主要增量市场。从产业链来看，下游及终端客户对上游光学光电子元器件的要

求更加精密、轻薄，加工工艺更加高效、精准、复杂。随着下游智能手机摄像、识

别模组的升级、自动驾驶技术的成熟、安防监控摄像机的智能化到无人机的普及等，

直接带动光学光电子元器件的市场需求。随着移动通信技术从 4G 到 5G 的发展，

生物识别技术在消费电子中的应用、芯片材料的改良改进等外部技术的进步，光学

光电子元器件行业迎来了良好的发展机遇。2016-2024 年，我国光电器件产量由

93101 亿只增长至 18479.7 亿只，CAGR 为 8.98%。 

 

图7：2016-2024 年中国光电器件产量 

 

资料来源：wind，民生证券研究院 

2.3 复合铜箔有望带来新增量 

复合铜箔是新型锂电池集流体材料核心材料，对锂电池的循环寿命、能量密度、

安全性等重要性能都有较大影响。相比传统压延铝箔和电解铜箔，具有低成本、高

安全和高能量密度的优势。超薄复合铜箔的制备工艺是通过磁控溅射技术做成导

电层，然后水电镀工序加厚到微米级厚度，或者先磁控溅射后蒸镀的方法，直接形

成微米级厚度的铜层，实现高效、精密、环保的新一代超薄复合铝箔和复合铜箔制

作，为动力电池制造行业提供优良的加工设备，为动力锂电池用大面积超薄正、负

电极层复合材料产业化提供新型镀膜设备和工艺。 

采用真空磁控溅射技术镀膜是制作复合铜箔的首个步骤，可分为真空磁控溅

射活化及真空磁控溅射镀铜两个环节。 

1）真空磁控溅射活化：PET 等高分子材料具备结晶度大、极性小、表面能低

的特点，因此镀层与基材之间的粘合力较低，且高分子材料大多数为不导电的绝缘

体，无法直接进行电镀，需要先对高分子材料表明进行活化处理，使其表明沉积一
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层导电的金属膜，再进行电镀。真空磁控溅射活化是采用 PET 作为基膜，通过 PVD

的方法，控制设备本体进入真空状态，再通入纯净的氩气，电子在真空条件下，在

飞跃过程中与氩离子发生碰撞，使其电离出氩正离子和新的电子。受磁控溅射靶材

背部电池的约束，大多数电子会被约束在磁场周围，氩离子在电场力的作用下加速

飞向阴极靶，并以高能量袭击铜合金靶表面，使靶材发生溅射，在溅射粒子中，中

性的靶原子或部分离子沉积在基膜上形成薄膜。 

2）真空磁控溅射镀铜：采用通过真空磁控溅射活化工艺的物料作为基膜，在

真空磁控溅射设备中进行镀膜，原理及过程与真空磁控溅射活化相同，最终形成沉

积薄膜。 

图8：磁控溅射设备结构  图9：磁控溅射原理 

 

 

 

资料来源：中诺新材，民生证券研究院  资料来源：中诺新材，民生证券研究院 

 

随着复合铜箔焊接工艺、产品良率问题逐步被攻克，产业化进程大大加快，

2023 年 5 月，宝明科技在投资者互动平台表示，公司赣州复合铜箔一期已于二季

度量产。随着材料商解决量产瓶颈，复合铜箔产业化进程有望加速，驱动真空镀膜

设备需求上升。 
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3 相关标的 

3.1 汇成真空（301392.SZ） 

广东汇成真空科技股份有限公司是一家面向全球的真空应用解决方案提供商，

研发、生产和销售光学镀膜设备、功能性薄膜涂层设备、装饰涂层设备、卷绕镀膜

设备、汽车零部件镀膜设备、连续式磁控溅射镀膜生产线、超高真空系统等真空设

备、ALD 原子层沉积设备、半导体设备、电子生产设备、光电设备、光伏设备、动

力电池设备及产品相关配件的国家高新技术企业，专注设备与产品的相关制造工

艺和应用技术、控制软件、工艺流程控制软件及相关生产自动化软件的研发、应用，

并提供技术转让、技术咨询和技术服务。 

公司成立于 2006 年，聘请了国内真空行业资深专家、高级工程师，专门指导

和负责公司新产品的研发与设计，取得多项发明、外观设计、实用新型专利和版权

著作权。 

公司重点发展连续式磁控镀膜生产线、柔性薄膜卷绕镀膜技术、光学镀膜技术

及离子镀膜技术，包括非平衡磁控、中频磁控溅射、电弧蒸发源、离子源辅助镀膜、

电子束蒸发、PECVD 等多种核心技术组合，针对每个行业的特殊需求，将尖端设

备技术和综合工序以及应用专业技术相结合，从研发、原型制作到批量生产，提供

定制化的真空应用工艺技术及设备解决方案。公司产品广泛应用于精密光学、光电、

太阳能光伏、平板显示器、半导体、功率器件、工模具、航空、船舶、汽车电池、

汽车照明、汽车内外饰、智能手机、五金钟表、塑胶、陶瓷等行业。- 

表3：汇成真空主要产品   

产品分类 主要用途及应用领域 应用示例 

真空镀膜设备-消费电子类 智能手机金属结构件（中框）镀膜，增 强硬

度、耐磨属性，提升美观度和手感，主要用

于智能手机中框、各金属结构件等 

 

光学镜头、镜头保护片镀膜，具有增透、反

射、红外截止、防污、耐磨等属性，用于各

类型镜头制作工艺 
 

真空镀膜设备-其他消费品 汽车抬头显示器、中控屏幕、电子后视镜等

镀膜，可使其具有透明导电、高反射、减反

射等特点，主要用于汽车电子、玻璃、车灯

等消费品  
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眼镜 AR+AS/AF 膜（减反+防污膜），蓝光

膜，低紫外线膜等光学镀膜，应用于生活家

居等 
 

真空镀膜设备-工业品 飞机前档玻璃 ITO 镀膜，为适应各种极端天

气，需非均匀分布电阻，实现均匀加热，应

用在民用飞机领域 
 

切削刀具、钻头等超硬膜、DLC 涂层， 提

高工具硬度、耐磨度等特点，提升了 工具使

用寿命，主要用于工模具与耐磨件 

 

用于光刻掩膜版镀膜，在玻璃或石英表 面沉

积金属铬及其氧化物或氮化物，主要用于半

导体工艺制程 

 

资料来源： 汇成真空招股说明书，民生证券研究院整理 
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3.2 腾胜科技（未上市） 

广东腾胜科技创新有限公司是一家专业研制、销售各类真空应用设备、半导体

沉积设备、锂电池材料设备以及纳米材料表面处理设备的国家级高新技术企业，在

2022 年，公司获评为广东省“专精特新”中小企业，在 2024 年更被认定为国家

级专精特新“小巨人”企业。 

腾胜拥有一支在真空镀膜高端装备制造领域深耕超过 20 年的专业研发技术

团队，并与国内多所高校和研究所建立了稳定的合作关系，团队至今已累计申请近

百项国家专利。腾胜所研制的卷绕式真空镀膜设备、连续式真空镀膜生产线设备、

光学真空镀膜设备、磁控溅射真空镀膜设备、电弧离子真空镀膜设备等多个系列设

备，被广泛应用于动力电池、储能电池、半导体、光伏、消费电子、航空航天、汽

车零件、机械加工、模具制造、新材料等多行业领域，其中多款设备已实现同类进

口产品的国产化替代。 
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4 风险提示 

1） 技术路线发生变更的风险。真空镀膜存在多种工艺技术，若技术路线发生

变化，可能会导致真空镀膜细分市场发生变化。 

2） 市场竞争的风险。真空镀膜设备布局公司较多，行业内存在激烈的市场竞

争，企业如果无法通过技术创新、提高产品质量或降低成本来保持竞争力，

可能面临市场份额被蚕食的风险。此外，新的市场参与者进入可能加剧价

格战，进一步压缩行业利润率。 

3） 下游需求不及预期的风险。若下游需求不及预期，将会影响相关公司订单

获取。 
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